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Röntgen-Reflexionsgitter

Transmissionselektronenmikroskopie-Querschnittsaufnahme
Ein Exponat befindet sich in der Vitrine.
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Ein Exponat befindet sich in der Vitrine.
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Abstand von der Symmetrieachse [mm]

Fokussierende Röntgenoptik

gemessen
bei BESSY,
PTB

Substrat (Si-Wafer, Glaskeramik)
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Funktionsprinzip eines 
Multilayers als Röntgenspiegel

Spacer (Si)

Konstruktive Interferenz
der ref lektierten Strahlung 
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